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                                                          系・センター名  電気・電子情報工学系      

 

                              氏      名  滝川 浩史       ・ 

□新規 ☑継続 

 

研 究 課 題 次世代プロセス・材料創製・評価技術の開発研究 

研究目的 

(IRES²・VBLの研究テーマとの関連，および施設・設備使用目的を明らかに) 

2025年度まで継続してきた同名研究課題を引き続き発展させる。 

「機能集積化知能デバイスの開発・研究」に使用が期待される新機能性材料の製造・加工法ならびに

評価技術，および「次世代農業」への活用が期待されるプラズマ処理装置の開発研究を行う。 

（１） フィルタードアークプラズマ蒸着システムの開発とドロップレットフリーな 高機能性膜合成

と応用検討 

（２） 多源薄膜合成装置の開発と機能性多層薄膜の合成・評価 

（３） 大気圧低温プラズマを用いた水・ガス処理技術の開発と応用 

（４） プラズマCVD法を用いた高機能性薄膜の合成と評価 

研究計画及び 

方法 

（過去の経過，研究準備状況等） 

研究経過：研究目的に述べた項目に関する各種装置を開発し，その性能評価を進めるとともに，そ

れらの装置を用いて各種炭素系材料の合成メカニズムを追究し，それらの機能化を試みている（超硬

質DLC，異元素含有DLC，多結晶ダイヤモンド薄膜）。また，花きの延命に，プラズマ処理した水や

ガスが有効であることを確認している。 

 

研究準備状況：磁気フィルタ型真空アーク蒸着装置，大型フィラメント熱CVD装置，大気圧プラ

ズマ水処理装置を開発済み。ラマン分光装置，熱重量分析装置を導入済み。 

 

過去の成果 

1. 2021年度に導入したコイル陽極搭載磁気フィルタ型真空アーク蒸着装置設置の改良を進め， 

水素フリー超硬質DLC膜の高速形成システムの基本形を確立した。Vacuum Vol.233, (2025.03), 

https://doi.org/10.1016/j.vacuum.2024.113989 

2. CVD装置を用いたナノダイヤモンド成膜に置いて，高温・長時間成膜を行うことで，ナノダ

イヤ膜表面のCo粒数を低減し，表面均一性を向上できることを明らかにした。JJAP, Vol.63, 

No.4, pp.040904-1-4 (2024) 

3. プラズマ処理水の投与による苗の活着率評価，オゾン処理した種子の発芽率の評価など，プ

ラズマ処理技術の先進農業への展開を試みた。 

（今後の研究計画及び方法，利用希望設備など，EIIRIS教員と打合せている場合はその状況） 

今後の研究計画及び方法：これまで開発してきた各種装置に改良を加えるとともに，合成した各種

材料に関する評価をすすめる。 

 

利用希望設備：真空蒸着装置，AFM装置，FIB装置，分光エリプソ，分光光度計，デジタルマイクロ

スコープなど 

IRES ²内で研究プ

ロジェクトを行う理

由 

IRES²・VBL内のラマン分光装置，真空蒸着装置，AFM装置，FIB装置，分光エリプソなどの装置を

利用し，以下の研究項目を遂行するため。 

・新規および改良成膜装置により形成した硬質炭素（DLC）薄膜，ダイヤモンド膜の分析評価 

・酸化および窒化物炭素系，金属系薄膜の分析評価 

・プラズマ処理水やガスの分析，・プラズマ処理水やガスを適用した植物等の状態観察 

研 
 

究 
 

組 
 

織 

研 究 者 氏 名 所 属 ・ 職 名 役  割  分  担 

（研究代表者は氏名の後ろに◎を付す） 

滝川 浩史◎ 

 

 

電気・電子情報工学系・教授 

 

 

研究の立案，実施，総括 

 

 

研究期間：     2024年 4月  ～      2027年 3月（原則として３年間） 

 

（研究期間の始期は，研究を開始した年を記入する。終期は原則として，開始した年から３年後を記入する。） 

※ARIM登録設備を利用される場合は、別途半導体基盤プラットフォーム推進室へ事前に相談願います。 

（連絡先）内線：7132，E-mail：arim-support@eiiris.tut.ac.jp 



 


